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ЭКСИМЕРНЫЕ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЕ ЛАЗЕРЫ  
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИСКРОВОЙ ПРЕДЫОНИЗАЦИЕЙ 
 
 

На основании экспериментальных исследований автора и анализа основных работ других исследователей пока-
зана возможность получения квазистационарного режима возбуждения и генерации в эксимерных лазерах с автома-
тической искровой предыонизацией в обострительном или накопительном контуре. При этом длительность режима 
возбуждения в n раз короче при УФ-предыонизации в обострительном контуре, что обусловлено временем ее суще-
ствования. И как следствие квазистационарного режима возбуждения в Ne-смесях с трехконтурными схемами накач-
ки получен режим «многоимпульсной генерации» для XeCl-лазера, т.е. показана возможность управления длитель-
ностью и формой импульса генерации за счет выбора параметров источника питания. 

 
 

1. Введение 
 

В настоящее время эксимерные электроразрядные лазеры работают как в быстром, так и в 
квазистационарном режимах возбуждения, т.е. обеспечиваются короткие или длинные импульсы 
генерации. Особенности данных режимов возбуждения впервые нами были исследованы на при-
мере молекулы XeCl* [1]. Было показано, что на квазистационарный режим возбуждения в ос-
новном влияет длительность объемной стадии разряда, которая зависит от интенсивности, одно-
родности и пространственного расположения источника УФ-предыонизации. Квазистационарный 
режим возбуждения успешно реализуется в двух- или трехконтурных схемах накачки [1, 2]. Нами 
было обнаружено, что длительность квазистационарного режима возбуждения существенно зави-
сит от включения источника УФ-предыонизации в накопительный или обострительный контур. 
Кроме того, в зависимости от соотношения емкости накопителя (Сн) и обострителя (Соб) и вклю-
чения УФ-предыонизации может реализоваться быстрый или квазистационарный режим возбуж-
дения и генерации. 

Целью данной статьи были экспериментальные исследования и анализ основных работ 
других авторов, обеспечивающие эффективный квазистационарный режим возбуждения с ав-
томатической искровой предыонизацией в обострительном или накопительном контуре. 
 

2. Режимы возбуждения с искровой предыонизацией в обострительном контуре 
 

Нами впервые для эксимерных лазеров была применена трехконтурная схема накачки с ис-
кровой предыонизацией в обострительном контуре через сетчатый электрод [2, 3], в которой 
наблюдались квазистационарные объемные разряды длительностью 200–400 нс в зависимости 
от буферных газов Ar или He. И как следствие этого, впервые была показана эффективная ге-
нерация на молекуле XeCl* с Ar с длительностью генерации 170 нс. 

На рис. 1,а приведена эквивалентная схема накачки с искровой предыонизацией в обост-
рительном контуре. В зависимости от параметров элементов схемы может быть реализован 
один из двух режимов возбуждения. При Сн = Соб, Lоб = min и Lст g 0 (где Lоб – индуктивность 
контура обострителя; Lст – стабилизирующая индуктивность) обеспечивается быстрый режим 
возбуждения с максимальным коэффициентом полезного действия  лазера. При этом ток раз-
ряда практически равен току обострительного контура, т.е. Iр g Iоб. Поэтому основные усилия 
многих исследователей были направлены на получение максимальных энергий излучения и  
лазера.  Так, для KrF-лазера был получен  = 4 % [4], а для XeCl-лазера  = 2,3 % [5]. 

Нас же интересовал квазистационарный режим возбуждения, обеспечивающий длинные 
импульсы генерации, но при относительно меньших  лазеров. В этом случае должны выпол-
няться следующие условия: Сн >> Соб, Lоб и Lст – оптимальные параметры для Iр = Iоб + Iн. Были 
проведены исследования устойчивости объемного разряда от параметров схемы накачки и 
газовых компонент Ar(He):Xe:CCl4. Основное влияние на объемный квазистационарный раз-
ряд оказывала величина концентрации CСl4. При CСl4 = 0,2 Торр длительность объемного раз-
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ряда достигала в He-смесях 400 нс [1, 2]. Авторы [6] в малом активном объеме 2 см3 исследо-
вали характеристики излучения в смесях (Ne)Xe:HCl = 10:1 до давлений 20 атм от концентра-
ции HCl с X-предыонизацией и Lст = 300 нГ. При давлениях до 8 атм и концентрации 
HCl = 4 Торр наблюдалась квазистационарная генерация до 350 нс, а при давлениях до 11 атм 
и концентрации HCl = 5,5 Торр регистрировали многоимпульсную модуляцию спонтанного 
излучения порядка 350 нс. Авторы [7], используя трехконтурную схему накачки и стабилизи-
рующую индуктивность Lст = 50 нГ, получили импульсы генерации 230 нс с энергией излуче-
ния 0,15 Дж. Без Lст длительность импульсов излучения равнялась лишь 60 нс. 
 

 
 

 а б  
 

Рис. 1. Эквивалентные схемы накачки с искровой автоматической предыонизацией в обострительном (а) и 
накопительном (б) контурах для быстрого (Iр g Iоб ) и квазистационарного (Iр g Iоб + Iн) режимов возбуждения 

 

Для детального исследования трехконтурной схемы накачки была разработана лазерная 
система с активным объемом V = D  H  L = 1,5  0,5  30 см3 (где D – межэлектродный про-
межуток, Н – ширина и L – длина электродов) для смесей Ar(Ne):Xe:HCl с точными цепями 
измерения напряжения (в контурах, на плазме) и разрядных токов. В качестве резонатора ис-
пользовали диэлектрические зеркала с коэффициентами отражения 98 и 33 % [8]. Нами было 
обнаружено, что в данной схеме реализуются три режима возбуждения: быстрый, квазиста-
ционарный и «многоимпульсной генерации».  Рассмотрим принципы модуляции генерации, 
механизм передачи энергии в разряд, распределение потерь энергии в системе питания и спо-
собы управления временным профилем импульса генерации. 

Для решения поставленной задачи были необходимы: 1) достаточно точная регистрация 
токов и напряжений в элементах схемы питания и разряде (с возможностью численной обра-
ботки осциллограмм); 2) создание расчетной модели сложных многоконтурных схем питания 
лазеров, позволяющих вычислить осциллограммы токов и напряжений во всех точках схемы, 
совпадающих с экспериментальными с точностью порядка 10–15 %. Расчет осциллограмм 
всех токов и напряжений производился методом Рунге–Кутта (на ЭВМ) для систем от четырех 
и более дифференциальных уравнений первого порядка. 

Уравнения для трехконтурной схемы накачки с искровой предыонизацией можно запи-
сать следующим образом: 
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где С1 = Сн, С2 = Соб, С3 – емкости искровых промежутков; Uиск, Uк, Uпл – напряжение пробоя 
искр, коммутатора и на плазме соответственно. 

В процессе расчета (по достижении напряжения пробоя искр, а затем и основного разря-
да) в него включались дополнительные уравнения (4), (5), далее (6) и т.д. Выбор вариантов 
расчетных моделей для газоразрядных промежутков показал, что наилучшие совпадения с 
экспериментальными осциллограммами дают модели с постоянно падающим напряжением, не 
зависящим от тока в промежутке, для искр и для основного разряда. В модель коммутатора 
(тиратрон), как оказалось, необходимо добавить активное сопротивление 0,15 Ом. Напряже-
ния горения и импульсного пробоя промежутков в лазере, а также значение индуктивностей 
для расчетной модели брались из пробных экспериментов. Расхождение расчетных осцилло-
грамм с реальными не превышало 15 %, кроме осциллограмм напряжения на плазме основно-
го разряда, которое плавно спадало в течение разряда. 

Эксперименты показали, что режим «многоимпульсной генерации» наблюдался лишь с 
буферными газами Ar(Ne), в малых межэлектродных (D  1,5 см) промежутках при повышен-
ной индуктивности токовводов.  Анализ разрядных осциллограмм позволил сделать вывод, 
что модуляция генерации вызвана соответствующей модуляцией тока объемного разряда.  Ге-
нерация прекращалась при смене полярности тока разряда. 
 

 
 

 а б  
 

Рис. 2. Осциллограммы напряжения (UС
1
; UС

2
 и Uпл), разрядного тока (I1; I2) и излучения в смесях 

(Ne)Xe:HCl = 20:1 (1,5 Торр) и Р = 3,5 атм; U0 = 25 кВ для трехконтурной схемы накачки 
 

На рис. 2 приведены типичные осциллограммы напряжений и токов (а) для одного из ва-
риантов схемы с параметрами: С1 = 12 нФ, С2 = 2,5 нФ, С3 = 0,6 нФ для смеси 
(Ne)Xe:HCl = 20:1 (1,5 Торр) при Р = 3,5 атм, и импульсы излучения для С3 = var (б). Модуля-
ция тока разряда объясняется многократной дозированной пересылкой через обострительный 
конденсатор (С2) части энергии от накопителя (С1) в разряд, которая возможна лишь при опре-
деленных соотношениях между емкостями конденсаторов и индуктивностями контуров схе-
мы.  Процесс этот происходит следующим образом: заряженный от накопителя обостритель-
ный конденсатор разряжается на основной разряд. Напряжение на нем меняет полярность, что 
вызывает его к дополнительной подзарядке от накопителя. Если индуктивности (L2, L3) доста-
точно высоки, чтобы ток разряда, снижаясь, не достигал нуля, то после подзарядки обостри-
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тельная емкость снова разряжается на продолжающий существовать объемный разряд, вызы-
вая дополнительный импульс тока, и т.д. – до полной разрядки накопителя. 

На рис. 2,б приведены типичные импульсы генерации для изменяющейся обострительной 
емкости. При соотношениях С1/С2  3 реализуется быстрый режим возбуждения с длительно-
стью генерации менее 20 нс. Для С1/С2 = 4 наблюдается квазистационарный режим возбужде-
ния, которому соответствуют два максимума импульса генерации. При этом г по вложенной 
энергии в газ равен 1,7 %, а практический  = 0,9%. Потери энергии (в джоулях) в элементах 
схемы распределялись следующим образом: WС1

 = 2,5, Wк = 0,55, Wиск = 0,15, Wизл = 0,023, и 

энергия, оставшаяся в элементах схемы на момент окончания объемной стадии разряда, 
Wсх = 0,45 Дж. С ростом отношения С1/С2 увеличивалась длительность импульса генерации до 
60 нс, т.е. реализовывался режим «многоимпульсной генерации». При С1/С2  20 наблюдались 
короткие импульсы генерации порядка 10 нс. В этом случае емкость обострителя равнялась 
емкости контура искровой предыонизации (С2 = С3) и схема работала как двухконтурная, в 
которой накопительная емкость не играла существенной роли. Следовательно, режим «много-
импульсной генерации» позволяет получать требуемые формы импульсов генерации, которые 
могут быть заранее рассчитаны. Данный режим наиболее благоприятен для работы эксимер-
ных лазеров в импульсно-периодическом режиме. 
 

Т а б л и ц а  1  
 

Характеристики XeCl-лазеров с различными режимами возбуждения  
и искровой предыонизацией в обострительном контуре 

 
 

N 
п/п 

 

Схема накачки 
 

Буферный газ
 

, % 
 

V, л 
 

Qизл, Дж Q, 
Дж

(латм)

 

h/2, нс
 

осн, нс 
 

, % 
 

Год 
 

Лит-ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 C1/C2/C3 + УФ Ar, He 10 0,3 0,02 0,06 40 170 – 1977 [3]* 

2 C1/C2/C3 + УФ Ar, He 10 0,3 p = 200 нс (Ar) – 1978 [2]* 

     p = 400 нс (He)    

3 Cн/Cоб + УФ – – 1 0,5 – 30 – 0,27 1979 [9] 

4** Cн/Cоб + УФ KrF – 0,2 1 2,8 – – 0,50 1979 [10] 

5 Бл(C)/Cоб + УФ/Rст He 90 0,06 0,015 – 80 120 – 1980 [11] 

6 C1/C2/C3 + УФ 

Cн/Cоб + УФ 

Ar 

He 

Ne 

 

10–40

 

0,1–0,3

 

0,3 

 

0,4 

 

40 

 

170 

 

0,7 

 

1982 

 

[1]* 

7** Cн/Cоб + УФ KrF – – – – – – 4 1986 [4] 

8 Cн/Cоб + УФ Ne 10 0,08 0,34 1,6 80 120 2 1987 [12] 

9 Cн/Cоб + УФ/Lст Ne 40 0,08 0,09 0,4 80 160 0,85 1987 [13] 

10 Cн/Cоб + УФ/Lст Ne – – 0,3 – 23 60 2,3 1988 [5] 

11 C1/C2 + Lст/C3 + У
Ф 

Ne 10 – 0,2 – 150 230 0,7 1989 [7] 

12 C1/C2/C3 + УФ Ne 33 0,015 0,02 0,4 15 60 0,9 1990 [8]* 

13 C1/C2/C3 + УФ Ne 20–50 0,04 0,09 0,06 5 100 – 1990 [14] 
 

* Работы автора. 
** Параметры KrF-лазера. 
 

В табл. 1 приведены основные работы и максимальные параметры излучения XeCl-
лазеров с различными режимами возбуждения с искровой предыонизацией в обострительном 
контуре. Максимальная на настоящее время удельная энергия излучения достигнута для KrF-
лазера [10]: Qуд = 2,8 Джл–1атм–1, а  = 4% [4], для XeCl-лазера Qуд = 1,6 Джл–1атм–1 [12] и 
 = 2,3% [5]. Максимальная длительность генерации в квазистационарном режиме возбужде-
ния достигала 230 нс [7]. Ограничение длительности излучения в схемах с предыонизацией в 
обострительном контуре обусловлено временем ее развития, которое жестко связано с дли-
тельностью объемной стадии разряда в промежутке.  Для подтверждения нашего вывода были 
проведены исследования аналогичных схем возбуждения с искровой предыонизацией в нако-
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пительном контуре, когда длительность предыонизации в основном определяется лишь вели-
чиной емкости накопителя. 
 

3. Режимы возбуждения с искровой предыонизацией в накопительном контуре 
 

На рис. 1,б приведена эквивалентная схема накачки с искровой автоматической предыо-
низацией в накопительном контуре, обеспечивающей как быстрый, так и квазистационарный 
режим возбуждения в зависимости от параметров разрядных контуров.  Данная схема накачки 
наиболее благоприятна для квазистационарного режима возбуждения (Iр = Iоб + Iн). Согласно 
предложенному нами впервые квазистационарному режиму возбуждения предварительный 
высоковольтный импульс накачки, обеспечивающийся обострительной емкостью, формирует 
лишь объемный самостоятельный разряд в промежутке, а длительное его поддержание обес-
печивает низкое напряжение накопительного контура, т.е. ток разряда (Iн), в котором находит-
ся УФ-предыонизация [15]. В этом случае длительность предыонизации определяется време-
нем развития тока накопительного контура. 

Впервые данную схему накачки в режиме быстрого возбуждения использовали авторы 
[16] для молекул KrF, XeF и ArF. Длительность генерации достигала 20 нс. Искровая предыо-
низация осуществлялась через сетчатый электрод.  Нами была разработана аналогичная схема 
накачки с активным объемом V = 2,4  0,5  80 см3, но искровые источники предыонизации 
замыкались на один из электродов [17]. В первых экспериментах в качестве источника накач-
ки применялся генератор Аркадьева–Маркса (ГИН) с ударной емкостью 10 нФ. Обостритель-
ная емкость соответствовала 10 нФ. Данная схема работала в режиме быстрого разряда.  Ин-
дуктивность накопительного контура составляла 50 нГ, а обострительного – не более 2 нГ.  В 
смесях He:Xe:HCl была получена энергия излучения 127 мДж,  = 0,5% и г = 20 нс. 

При замене ГИНа на распределенную накопительную емкость Сн = 60 нФ [15] нами впер-
вые наблюдался квазистационарный режим разряда длительностью до 200 нс. Однако дли-
тельность генерации хотя и увеличилась в 2 раза, но достигла лишь 40 нс. Было сделано пред-
положение, что на квазистационарный режим возбуждения влияют плотность разрядного тока 
и выбор буферного газа. Так, использование Ne позволило авторам [18, 19] увеличить энергию 
излучения в 1,5–2 раза для быстрого режима возбуждения. Авторы [18] предположили, что с 
Ne эффективно протекает пенинговская ионизация Xe. В результате этого растет концентра-
ция возбужденных молекул XeCl* по ионному каналу: 
 

Ne + e–  Ne* + e–, (7) 
 

Ne* + 2Ne  Ne2
* + Ne, (8) 

 

Ne* + Xe  Xe+ + Ne + e–, (9) 
 

Ne2* + Xe  Xe+ + 2Ne + e–, (10) 
 

Xe+ + Cl– + Ne  XeCl* + Ne. (11) 
 

На наш взгляд, это наиболее убедительное объяснение кинетики образования возбужден-
ных молекул при активном участии Ne, особенно для квазистационарного режима возбужде-
ния и генерации, что подтверждается экспериментальными данными. Аналогичная ситуация 
прослеживается для буферного газа Ar. При использовании Ne энергия излучения была в 2 
раза выше, чем при использовании He, хотя длительность генерации была одинаковая. При 
этом плотность разрядного тока равнялась 0,8 и 1 кАсм2 соответственно. Отсутствие квази-
стационарной генерации объяснялось лишь высокими плотностями разрядного тока. 

В новую лазерную систему с активным объемом V = 2,4  Н  80 см3 (где ширина электро-
дов изменялась от 0,5 до 2 см), Сн = 60 нФ, Соб = 10 нФ и в накопительный контур были введены 
дополнительные стабилизирующие индуктивности. В данном случае предыонизация могла 
осуществляться как с одной, так и с обеих сторон одного из электродов [20, 21].  В Ne-смесях 
впервые был реализован квазистационарный режим возбуждения и генерации длительностью 
более 170 нс, с энергией 0,5 Дж и  = 1,6% при концентрации HСl = 3 Торр. Оказалось, что 
оптимальная ширина электродов соответствовала 1 см при плотностях разрядного тока в Ne 
J = 200 Асм–2, а для He J = 350 Асм–2. Квазистационарный режим генерации наблюдался лишь 



 

 Эксимерные электроразрядные лазеры  1279 
 

с Ne. Для He реализовывался быстрый режим с длительностью не более 50 нс [21]. При увели-
чении обострительной емкости (Соб = 20 нФ) возрастали разрядный ток и энергия, вкладывае-
мая в быстрой стадии разряда, поэтому наблюдался лишь быстрый режим возбуждения, неза-
висимо от вида буферного газа, с длительностью генерации не более 70 нс. 

Для улучшения предыонизации лазерного промежутка нами была разработана аналогич-
ная двухконтурная схема накачки с симметричной искровой предыонизацией по поверхности 
диэлектрика через сетчатый электрод с активным объемом V = 3  1,5  35 см3 и Сн = 75 нФ, 
Соб = 10 нФ. В данной схеме исследовался квазистационарный режим возбуждения с буфер-
ными газами Ar, Ne и He. 

На рис. 3 приведены зависимости энергии излучения в смесях (Ar, Ne, He)Xe:HCl = 10:1 
(3 Торр) от давления при U0 = 38 кВ. Максимальные параметры излучения были получены с 
Не, что, видимо, связано как с особенностью работы предыонизации в виде промежутка из 
искровых источников и сетчатого электрода, обеспечивающего формирование дополнительно-
го пучка быстрых электронов в основном разряде [22], так и высокими плотностями тока раз-
ряда. Металлический анод подсвечивался равномерно по всей ширине 1,5 см, а на сетчатом 
электроде ширина разряда соответствовала 0,8 см. Однако ширина лазерного излучения рав-
нялась 1 см независимо от буферного газа. Так, на рис. 4 приведены типичные осциллограммы 
напряжения на плазме, тока накопительного контура и импульсов генерации для Ar, Ne и He 

при Р = 1 атм и U0 = 30 кВ. Самое низкое напряжение пробоя и время его задержки наблюдали 
с Ne, а квазистационарная стадия разряда достигала 200 нс. Поэтому с ростом давления растет 
линейно энергия излучения (см. рис. 3). Длительность импульсов генерации достигала 100 нс, 
что соответствовало квазистационарному режиму возбуждения и генерации. Максимальный 
ток накопительного и обострительного контуров соответствовал Ne. При этом плотность раз-
рядного тока для всех буферных газов равнялась 1–2 кАсм–2, что ограничивало длительность 
генерации и соответственно выходную энергию излучения. Так, для Ar длительность излучения 
достигала лишь 50 нс, а для He не более 35 нс. Следовательно, в двухконтурных схемах накачки 
при Сн >> Соб с искровой предыонизацией в накопительном контуре и плотностях тока разряда 
J  200 Асм–2 в Ne-смесях реализуется режим квазистационарного возбуждения и генерации. 
 

 
 
 

  
Рис. 3. Зависимости энергии излучения в смесях (Ar, 
Ne, He) Xe:HCl = 10:1 (3 Торр) от давления для сет-
чато-искровой предыонизации 

Рис. 4. Типичные осциллограммы напряжения на 

плазме, тока накопителя и излучения для сетчато-
искровой предыонизации с буферными газами Ar, 
Ne и He 

 

Результаты анализа основных работ по XeCl-лазерам с быстрым и квазистационарным 
режимами возбуждения сведены в табл. 2 независимо от типа двухконтурных схем накачки с 
искровой предыонизацией в накопительном контуре.   

Максимально-оптимальные характеристики излучения для XeCl-ла-зера были получены 
авторами [23]: Qизл = 1 Дж, г = 275 нс и  = 2,2 %. Максимальная удельная энергия  1 Джл–

1атм–1 [20, 24], а  = 2,9 % [24]. Длительность генерации достигала 600 нс с Qизл = 0,1 Дж и  = 
= 0,02 % [25].  Особо отметим расчетно-теоретическую работу [26], в которой авторы считают 
возможным получение Qуд = 11 Джл–1атм–1 и  = 5,5 %. Видимо, данные характеристики воз-
можны, если учитывать уже достигнутые KrF = 3,9 % и ArF = 2,1 % [27]. 
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Т а б л и ц а  2  

 

Максимальные параметры XeCl-лазеров с быстрым и квазистационарным режимами  
возбуждения и искровой предыонизацией в накопительном контуре 

 
 

N 
п/п 

 

Схема накачки 
 

Буферный газ 
 

, %
 

V, л
 

Qизл, Дж Q, 
Дж

(латм)

 

h/2, нс
 

осн, нс
 

, % 
 

Год 
 

Лит-ра 

1** Cн + УФ/Cоб KrF 5 0,125 0,11 0,7 7 20 1 1978 [16] 

2 Cг + УФ/Cоб He 10 0,1 0,13 0,4 10 15 0,5 1980 [17]* 

3 Cн + УФ/Cоб He 10–40 0,1 0,127 0,5 15 40 0,5 1981 [15]* 
   Квазистационарный режим разряда  

4 Cн + УФ + Lст/Cоб He 10–40 0,2 0,127 0,5 15 40 0,5 1982 [1]* 

  Ne Квазистационарный режим накачки  

5 Cн + УФ/Cоб Ne 10 0,12 0,28 
0,68 

0,6 
1 

20 
20 

80 
40 

2,9 
1,8 

1984 [24] 

6 Cн + УФ + Lст/Cоб Ne 10 0,18 0,5 0,75 15 170 1,6 1986 [20]* 

7 Cн + УФ/Cоб 

теоретический расчет
Ne – 0,12 5,5 11,6 75 100 5,5 1986 [26] 

8 Cн + УФ + Lст/Cоб + Lcт Ne 
He 

7 0,18 0,5 0,75 15 170 1,6 1989 [21]* 

9 Cн + УФ/Cоб Ne 40 1,3 0,1 
0,6 

– 
– 

500 
300 

600 
400 

0,02 
0,25 

1989 [25] 

10 2HK/MSC – – 0,54 1 – 200 275 2,2 1989 [23] 

11** Cн + УФ/Cоб KrF 
ArF 

– 0,12 0,5 
0,27 

– 
– 

15 30 3,9 
2,1 

1994 [27] 

 

* Работы автора. 
** Параметры ArF-, KrF-лазеров с максимальными параметрами; 2НК – два независимых контура накачки с от-
дельными источниками питания; MSC – коммутатор в виде магнитного ключа. 

 

4. Заключение 
 

В результате исследований объемного разряда и энергетических характеристик XeCl-
лазера с многоконтурными схемами накачки и автоматической искровой предыонизацией в 
накопительном или обострительном контуре для смесей Ar(Ne, He):Xe:CCl4(HCl): 

1) Впервые были получены объемные квазистационарные разряды в Не-смесях до 400 нс 
и в Ar до 200 нс. 

2) Была показана высокая эффективность XeCl-лазера с Ar по сравнению с He при дли-
тельности импульсов генерации 170 нс. 

3) В Ne-смесях впервые реализован квазистационарный режим возбуждения и генерации с 

параметрами: Qизл = 0,5 Дж, г = 170 нс и  = 1,6 %, а также режим «многоимпульсной генера-
ции» в трехконтурных схемах накачки. 

4) Определено, что плотность разрядного тока является одним из основных параметров, 
влияющих на длительность импульса генерации в квазистационарном режиме возбуждения. 

5) Выявлено, что преимущественное образование рабочих молекул XeCl* по ионному каналу 
с буферными газами Ar и Ne обеспечивается лишь в квазистационарном режиме возбуждения. 

6) Показано, что независимо от расположения источника предыонизации (накопительный 
или обострительный контур накачки) может быть реализован как быстрый, так и квазистацио-
нарный режим возбуждения.  Однако длительность квазистационарного режима возбуждения 
в n раз короче при УФ-предыонизации в обострительном контуре, что связано с временем ее 
существования. 
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A . I . F e d o r o v .  Excimer Electric-discharge Lasers with Automatic Spark Preionization. 
 

Based on the author’s experiments and an analysis of an available literature, a possibility is shown for obtaining the qua-
sistationary regime of excitation and generation in excimer lasers with automatic spark preionization in peaking or storage 
circuit.  The excitation duration therewith is n times as long at UV preionization in peaking circuit because of its lifetime.  The 
«multi-pulse generation» regime is obtained in XeCl-laser in Ne mixtures with three-circuit pumping scheme as a consequence 
of the quasistationary excitation, i.e. the duration and the shape of the generation pulse are shown to be controllable due to 
choosing the parameters of the power source. 


